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A természetes szépség helyreallitva

egyetlen latogatas alkalmaval

Initial LiSi Block: ¢j litium-diszilikat blokk
az egy alkalmas fogaszatért

Az Initial LiSi Blokk egy teljesen kikristalyosodott litium-diszilikat blokk, ami kiégetés nélkil is optimalis fizikai
tulajdonsagokkalrendelkezik. Ezazegyeddilallé blokk a GCszabadalmaztatott HDM (High Density Micronization)
technoldgisjat alkalmazza a CAD/CAM fogaszat szamara, igy biztositva nagy kopasallésagot, sima
széleket és esztétikus végeredményt. Ez teszi egy ideélis, id6takarékos megoldassa az egyszeri alkalmas,
chairside kezeléseknél.

e Takaritson meg idét,
mivel nincs sztkség kitlzelésre

e Teljesen kikristadlyosodott
litium-diszilikat

e Tartds, esztétikus és pontos
szélekkel rendelkezik

e Természetes opaleszcencia

Csak faragja ki, polirozza, majd helyezze be

Az Initial LiSi Block jelentésen le tudja csokkenteni az elkészités idétartamat: nincs szikség kitlizelésre,
glazlrozésra, karakterizalasra és hitésre. Ezzel akar a restauracié elkészitéséhez sziikséges idé 40%-at is
meg lehet takaritani*, tovdbba csdkken a kezeld székben toltott idé az On és péaciense szamara is. Onnek
csak marni, polirozni kell, és mér ragaszthat is!

Polirozas és finirozas
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Forras: GC R&D, Japan, Adatok elérhetéek
*Tesztelés kérilményei a Hasznalati utasitasban meghatarozottak szerint.



Tartds esztétika és sima szélek
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¢ Optimalizalt sav és kopas elleni ellenallas, hogy segitsen megdrizni a restauracidja esztétikajat
hosszu idén keresztil.
* Kivalo széli stabilitas a sima szélekért

Még pontosabb szélek

Mivel mar maras el6tt teljes mértékben ki van kristalyosodva, az Initial LiSi Block-ot egybdl sima és pontos
szélekkel lehet kifaragni. Alternativ. megoldasként, festés utan kitlizelhetd, ekkor is megtartja a szélek
pontossagat.
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Forrés: GC R&D, Japén, Adatok elérhetSek

Initial LiSi Block restauracié direkt és indirekt fény
alatt.

Természetes opaleszcencia

Az Initial LiSi Block magas transzlucencidval (HT) és alacson
transzlucenciaval (LT) is elérhetd, és minden fényhatés alatt természetes
opéleszcenciat biztosit.

Valassza az On altal preferalt
finirozasi eljarast
Kimagaslé fény érhetd el néhany perc alatt csupan polirozassal, ezutan a restauracié készen all a ragasztasra.

Kifinomult esztétikai igény( eseteknél figyelemre mélté eredmény érhetd el a GC Initial Lustre Pastes ONE és
az Initial Spectrum Stains anyagok hasznélataval.

Dr. Javier Tapia Guadix jévoltabdl, Spanyolorszag
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LiSi Block

Preparalasi utmutatd

6,0° 1.0mm 6,0 1,5 mm 1,5mm 1,5mm
1,0 mm
|
% 1,2mm 1,2mm
1,0 mm 1,0 mm
1,0mm 1.0mm 1,0mm
Inlay-k / Onlay-k Teljes koronaknal
o kavitas fal d6lés sz6g: 6° hosszu tengellyel * fal sz6ge: 6~10°
e villas preparalas e mély vagy kerek chamfer vall preparacié

Ragasztasi ajanlas

Az Initial LiSi Block-hoz adheziv ragasztast ajanlunk.
A G-CEM ONE és a G-CEM LinkForce a GC-tdl
egyarant hasznalhaté barmely indikacional Initial LiSi
Block ragasztasakor.

Funkcio és esztétika taldlkozasa

«Nagyon kedvelem a LiSi Block
opéleszcencidjat és ennek
eredményeként a szinstabilitasat

«Nagyon lelkesedem a
LiSi Block-ok HT véltozaténak
természetes opaleszcencigjaért

és a szinegyez&ségéért.» ) és a tokéletes illeszkedését.»
MDT Christian Hannker, s ﬁ Dr. Christian Lampson,
Németorszag Németorszag

MDT Marco Muttone, Dr. Alessandro lorio, Olaszorszég



HDM technoldgia a CAD/CAM fogaszatért
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5 2016-ban, az Initial LiSi Press-el, a GC bemutatta a HDM (High Density
5 Micronization) technolégiat, mely egyenléen elosztott litium-diszilikéat
. mikro kristalyokat hasznal a teljes Gveg matrix kitdltésére, nem pedig
\)&A hogyoméanyos, nagyobb méret( kristalyokat. Ennek a technoldgianak a

hatékonysaga 5 év klinikai szolgélat utan bizonyitott".

; ) ) ) ) Biaxiélis hajlitészilardsag (MPa)
Annak érdekében, hogy az egy alkalmas fogaszati kezeléseknek gyors

megoldast nyujtsunk, a GC tovabb fejlesztette a HDM technolégiét, a °0

kristaly méretének és az Uveg matrix merevségének az optimalizélasaval, 400

a CAD/CAM fogészat szédméra. Ennek az (j technoldgidnak sl

koszonhetden egyszerre érhetd el a kivalé megmunkalhatdség, széli 200

illeszkedés, polirozhatdésdg és kopéséllosag. Az eredmény egy erds, 100

és konnyen kifaraghatd blokk, mely ugyanazt a szilardsagot kinalja 0

kitiizeléssel vagy anélkil. Initial LiSi  Initial LiSi Block
Block (festve és fényre

(polirozott) égetve)

Forrés: GC R&D, Japéan, Adatok elérhetéek

Hagyomanyos litium-diszilikat HDM technolégia CAD/CAM-hez
(IPS e.max CAD) (Initial LiSi Block)

Tovabbfejlesztett liveg
matrix merevség a nagyfoku
mechanikai szilardsagért

Aprobb kristalyok az
egyszerlbb kifaraghatosagért és
a nagyobb kopésallésagért

Forras: GC R&D, Japan, Adatok elérhetéek

Munkafolyamat

Prof. Matteo Basso jévoltabdl, Olaszorszdg

Preparalas Tervezés Maras

Polirozés és karakterizalas Kondicionéléas Ragasztas Végeredmény
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Rendelési informéacid
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1) Cagidiaco EF, Sorrentino R, Pontoriero D, Ferrari M. 2020. A randomized controlled clinical trial on two types of lithium disilicate partial crowns.

Am J Dent. 33(6):291-295.

IPS e.max CAD és a Celtra Duo nem a GC védjegyei.

A G-CEM LinkForce™, az Initial™ LiSi Press, a G-CEM ONE™ é&s az Initial™ IQ Lustre Pastes ONE a GC védjegyei.

Kapcsoloddé termékek

G-Multi PRIMER G-CEM ONE
Univerzalis Primer = Onragyasztd
rezin cement

GC EUROPE N.V.

Head Office

Researchpark, GC EUROPE N.V.
Haasrode-Leuven 1240 GCEEO Hungary
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven Fazekas utca 29-31.

Tel. +32.16.74.10.00 HU - 1027 Budapest
Fax.+32.16.40.48.32 Tel. +36.1.224.04.00
info.gce@gc.dental info.hungary@gc.dental
http://europe.gc.dental https://europe.gc.dental/hu-HU
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Initial IQ
Lustre Pastes ONE

3-D festhetd kerédmia
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